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Abstract (en)
Soft magnetic alloy contains (in weight %) 35.0-55.0 cobalt, 0.75-2.5 vanadium, 0.3-1.5 zirconium, not more than 5.0 nickel, 0-1.0 (tantalum + 2 x
niobium), and a balance of iron and impurities.

Abstract (de)
Es wird eine hochfeste, weichmagnetische Eisen-Kobalt-Vanadium-Legierungsauswahl vorgestellt, die aus 35,0 <= Co <= 55,0 Gew.%, 0,75
<= V <= 2,5 Gew.%, 0 <= Ta + 2·x Nb <= 0,8 Gew.%, 0,3 < Zr <= 1,5 Gew.%, Rest Fe sowie erschmelzungsbedingten und/oder zufälligen
Verunreinigungen besteht. Diese zirkonhaltige Legierungsauswahl weist exzellente mechanische Eigenschaften, insbesondere eine sehr hohe
Streckgrenze, hohe Induktionswerte und besonders niedrige Koerzitivfeldstärken auf. Sie eignet sich hervorragend als Werkstoff für Magnetlager im
Flugzeugbau.
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